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摘要(译)

根据本发明的气相沉积装置（50）是用于在成膜基板（60）上形成膜的
气相沉积装置，包括：具有多个注入孔（92）的气相沉积源（91）。气
相沉积颗粒朝向成膜基板（60）注入，多个注入孔（92）排成一行或多
行;蒸汽沉积坩埚（93），用于通过管道（94）将气相沉积颗粒供应到气
相沉积源（91），该管道连接到线路一端的一侧上的气相沉积源（91）
（ s）位于多个注入孔（92）中;移动装置，用于相对于气相沉积源
（91）移动成膜基板（60）;旋转机构（100），用于使蒸镀源（91）旋
转。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/34146dc6-2360-4c62-98bd-b18e4ba8faf3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046244583/publication/US2013260499A1?q=US2013260499A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130260499%22.PGNR.&OS=DN/20130260499&RS=DN/20130260499

